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１．概要（Summary） 

近年、ブロックポリマーのミクロ相分離を用いた DSA

（Directed Self Assembly）技術は、10 nm以降の最先

端リソグラフィの方法として、注目されている。堀場エステ

ックは従来から、リビングアニオン重合によるブロックポリ

マーの研究開発を行っている。本研究により、ブロックポリ

マーのリソグラフィ応用への最適化研究を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ウェハ汚染計測装置 

 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

ウェハ汚染計測装置を用いて、弊社で作製したブロック

ポリマーに含まれている金属不純物濃度の測定を行った。

サンプルを溶かした溶媒を、定量に希釈し、サンプルを作

製後測定。 

ブロックポリマーを溶かした溶媒を、スピンコータにてシ

リコンウェハに塗布し薄膜を作製。塗布後にホットプレート

にて加熱しサンプルを作製する。作製したサンプルを超

高分解能電界放出形走査電子顕微鏡を用いてミクロ層

分離の確認を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したブロックポリマーの金属不純物濃度は、目標

であった 5 ppb以下を達成することができた。 

同様にミクロ層分離の検討も行った。SEM用サンプル

作製の条件、SEM測定の条件を調整することにより、ミク

ロ層分離を確認することができた(Fig.1)。また、今回作

成したサンプルのハーフピッチ(線の幅)は SAXS により

測定された線幅と同等の値を得ることができた。今後はよ

り小さな線幅のブロックポリマーの観察も行っていく。 
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Fig. 1 SEM image of block copolymer. 


